Nova generacia
radarovych snimacov

VEGAPULS
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O X Bezdotykové meranie kvapalin Klti¢ovymi bodmi technolégie plics® st
O Ic_'n)‘ a sypkych materialov v najnaroénejsich e Standardizovana indikdcia a nastavovanie (modul PLICSCOM
zZ - - alebo program PACTware),
= rocesnych mienkach
= Rrocosny ged e 4 druhy krytov (PBT, Al, StSt a AL s poplastovanim),
< Firma VEGA prichddza na trh s najnovsou generaciou radarovych e elektronika s kontinudlnym vystupom 4...20 mA HART®, PA,
snimac¢ov VEGAPULS série 60, ktoré su vyrabané v technologic- FF a s vystupmi limitnych stavov (tranzistor, rel¢, bezkontaktny
kom koncepte plics®. spina¢ a NAMUR),
P4smo K (26 GHz)
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VEGAPULS 61 VEGAPULS 62 VEGAPULS 63
Aplikacie agresivne kvapaliny v malych uskladriovacie a procesné zasobniky, agresivne kvapaliny v zdsobnikoch
zasobnikoch v normalnych zasobniky do naro¢nych procesnych s naro¢nymi procesnymi podmienkami
procesnych podmienkach podmienok

umyvatelnd anténa z materialu TFM-PTFE

T e e e e s vynikajacou odolnostou vo¢i diftzii plynov

plynov, ako st kvapalné paliva typickou aplikdciou je meranie chléru
alebo kvapalny kyslik ¢i oxid uhli¢ity a roztokov chléru
Meraci rozsah do 10 m do 30 m do 20 m
Procesné upevnenie G1%" AzPVDF zavit alebo priruba priruba alebo hygienické upevnenie
Procesna teplota —40...+130 °C —40...+200 °C —40...+150°C
Procesny tlak -1...3 barov -1...40 barov -1...16 barov
Presnost +5 mm +3 mm +3 mm
Nahradza VEGAPULS 41 VEGAPULS 42, 44, 45 VEGAPULS 43
Pasmo C (6,34 GHz)
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VEGAPULS 65 VEGAPULS 66
Aplikdcie agresivne kvapaliny uskladriovacie a procesné zasobniky, zdsobniky s naro¢nymi procesnymi podmienkami,
v zasobnikoch s normalnymi ako je nalepovanie, pena a kondenzacia
procesnymi podmienkami mimoriadne vhodny pre vysoké tlaky a teploty vdaka unikdtnemu keramickému tesneniu
Meraci rozsah do 30 m do 30 m
Procesné upevnenie G1»%"A priruba
Procesna teplota —40...+150 °C —40...+400 'C
Procesny tlak —1...16 barov -1...160 barov
Presnost +10 mm +10 mm
Nahradza VEGAPULS 51, 52, 53 VEGAPULS 54, 56

Prehlad novych radarovych snima¢ov VEGA
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e vetky Standardné procesné upevnenia (zavit, priruba, hygie-
nické pripojenia).

Podrobnosti o technologickom koncepte plics® su uvedené
v AT&P journale ¢. 4 - 5/2003.

Meraci princip radarovych snimacéov

Extrémne kratke mikrovinné impulzy s nizkym emitovanym vyko-
nom vo frekvenénom pasme C (6,3 GHz) alebo pasme K (26 GHz)
st emitované anténou smerom k meranému materialu, odrazaju sa
od povrchu materialu a opét st prijimané anténou. Impulzy sa Siria
rychlostou svetla a ¢as medzi odoslanim a prijatim signalu je pria-
mo umerny meranej vyske materidlu. Vdaka $pecidlnej transfor-
macii ¢asového priebehu signalov je mozné realizovat spolahlivé
a velmi presné meranie aj velmi kratkych ¢asovych intervalov.

Posledna mikroprocesorova technoldgia a overeny program vy-
hodnotenia signdlu ECHOFOX® spolahlivo vybera spravny odraz
z velkého poctu falo$nych odrazov, pricom skuto¢ny odraz je me-
rany velmi presne.

Obsluha radarovych snimacov spociva len v jednoduchom zadani
rozmerov zasobnika a vzapiti snimac zobrazi signal umerny me-
ranej vyske. Vobec nie je potrebné vyprazdiovat a plnit zdsobnik,
aby sa definovali limitné hranice meracieho rozsahu!

Necitlivost na teplotu a tlak

Sirené mikroviny st takmer necitlivé na zmeny okolitej teploty
a tlaku. Radarové snimace st idedlne do naro¢nych technologic-
kych podmienok. Pre radarové snimace na meranie vy$ky hladiny
nie st problémom procesné tlaky od vakua do 160 barov a teploty
medzi -40 a 400 °C (a este vys$sich teplot pri vhodnom usporiadani
antény).

Necitlivost na viastnosti meraného materialu

Zmeny zloZenia meraného materialu alebo uplna zmena materialu
nema vplyv na vysledky merania. Pre spravne meranie vys$ky hla-
diny vobec nie je potrebné opitovné nastavovanie radarovych sni-
macov.

Viastnosti radarovych systémov VEGA
e meranie vySky hladiny, vzdialenosti a polohovanie objektov
v kvapalinach a tuhych materialoch,

e meranie v rozsahu 0...30 m,

e velmi vysokd presnost (mm),

¢ bezdotykové meranie a meranie bez opotrebovania senzora,

e meranie pri pracovnych tlakoch od vakua do 16 MPa a pri tep-
lot4ch viac ako 1000 °C,

certifikované pre vsetky prostredia s nebezpecenstvom vybu-
chu (Ex),

ponuka vsetkych dostupnych vystupov — 4...20 mA, Profibus
PA, FF,

meranie cez stenu plastového zasobnika,

odolnost voc¢i morskej vode, vysoka odolnost voc¢i agresivnym
chemikalidm vdaka pouzitym materidlom,

necitlivost na zmeny teploty a vlastnosti meraného materidlu,
necitlivost na hluk, paru, prach, zloZenie plynov a vrstvenie ply-
nov,

meranie vSetkych materialov s relativnou permitivitou €, > 1.4,
plnoautomatické Cistenie v uzatvorenych procesoch SIP a CIP,
zobrazenie meranej hodnoty na snimaci pomocou displeja alebo
na externom displeji vo vzdialenosti do 25 m,

e prislugnost do rodiny plics®.

Aplikacie

e meranie vy$Kky kvapalin a sypkych materialov,

e vhodné pre velmi agresivne materialy,

e pouzitie vo vakuu, pri vysokych tlakoch a vysokych teplotach,

¢ idedlny na meranie v chemickom, petrochemickom, farmaceu-
tickom a potravinarskom priemysle, ako aj v destila¢nych kold-
nach, pri uskladniovani kvapalnych plynov, vyrobe gumy, v pro-
cese vyroby Ccistej vody, pri suseni a v procese granuldcie,
v reakénych zasobnikoch, pri uskladiiovani kyselin alebo zasad
a inych agresivnych kvapalin, ako su chlor, ¢pavok atd.
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Letna 40, 042 60 KosSice

Tel./fax: 055/625 36 33, 625 51 50
e-mail: ktest@kbc.sk
http://www.ktest.sk
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